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１．概要（Summary） 

半導体加工技術を利用して窒化ケイ素（SiN）製の自

立膜上に微小孔アレイまたは微小電極アレイを形成し、

微小孔アレイを通じた細胞間コミュニケーションの形成、

細胞外ベシクルの分離生成、及び微小電極アレイを利用

した細胞外電位の同時多点計測など、細胞解析を目的と

したデバイス技術を構築した。これらの技術は、疾病メカ

ニズムの解明などの基礎研究、及び新薬の効果や安全

性を評価する創薬分野に応用することが可能である。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

プラズマ CVD、ボンディング装置 

【実験方法】 

以下の手順で電極アレイ・デバイスを製作した。まず、

支援機関にて Si 基板の両面にプラズマ CVD により SiN

を成膜した。次に、利用者機関にてスパッタリングにより基

板表面の SiN 膜上に Ti と Au を連続成膜し、ウェットエッ

チングにより配線パターンを形成した。そして、支援機関

にて再びプラズマ CVD により SiN を成膜した後に、利用

者機関にて SiN のプラズマエッチングにより配線パターン

上に窓を開けた。再びスパッタリング装置を用いて Ti と

Au を連続成膜し、ウェットエッチングにより Au/Ti 製の微

小電極を配線パターン上に形成した。その後に、基板裏

面にウェットエッチング用の窓を形成し、Si の結晶異方性

エッチングにより SiN 製の自立膜構造を形成した。プリン

ト基板より製作した治具にこのデバイスを接着し、支援機

関にてデバイス上の Au/Ti 製パッドとプリント基板上の金

属パッドをボンディング装置により配線した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

SiN 自立膜上に形成した 8×8 個の微小電極アレイを

Fig. 1 に示す。この電極上に白金黒膜をめっきすることで、

1 kHz におけるインピーダンスが約 40 kから約 6 kに

減少した。また、全電極のインピーダンスの標準偏差が約

1.8 kと比較的ばらつきの小さい電気的特性を得た。 

 
Fig.1  Fabricated microelectrode array. 
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